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 X線Talbot-Lau干渉計は、X線の吸収が少ない物質を高感度に撮影できる技術として医療や材料

科学の分野で実用化が期待されている。我々はこれまで埋め込みターゲットを用いたTalbot-Lau

干渉計を提案してきた。埋め込みターゲットはダイヤモンド基板にマルチライン状の金属を埋め

込んだ構造を持ち、電子線を照射してX線を発生させる。我々は金属材料に銅（Cu）やモリブデ

ン（Mo）を選択し、その特性X線（CuKα:8.0 keV、MoKα:17.5 keV）を用いて小型の光学系を実現

してきた[1]。しかし医療分野では人体などの厚い被写体を想定しているので、透過性の優れた高

エネルギーのX線が要求される。一般的には高エネルギーのX線源としてタングステン（W）の連

続X線が用いられる。これは、連続X線は管電圧を高くすることで中心エネルギーを高くでき、W

はその連続X線の強度がCuやMoに比べ強いためである。またWを埋め込みターゲットに用いた場

合、Wは電子の侵入長が浅く埋め込む金属を薄くできるため、より微細なターゲットが作製でき

る。一方、連続X線の広いエネルギー幅による位相感度の低下が懸念される。 

そこで我々は金属材料にWを用いた埋め込みターゲットについて検討を行った。まず、Wター

ゲットの連続X線スペクトルを用いてX線波動場のシミュレーションを行い、自己像のビジビリテ

ィを算出した。ビジビリティは像の鮮明さを表す指標であり、干渉計の位相感度に大きく影響を

及ぼす。シミュレーションの結果、Wターゲットでも、準単色光源であるMoと同程度の高いビジ

ビリティを確保できることが分かった。これは中心エネルギーか

らはずれたX線も自己像の形成に寄与しているためである[2]。実

際にWターゲットを作製してイメージングを行ったところ、Mo

の場合と同等のビジビリティが得られ、鮮明な位相微分像や暗視

野像を取得した(Fig. 1)。またターゲットのライン幅を細くするこ

とで、自己像直接検出型の光学系についても検討し[3]、全長1.5 m

の光学系で鮮明な自己像を得ることができた(Fig. 2)。この手法は、

光源格子や吸収格子を用いないことから、高エネルギーのX線に

対して有効な手法であると言える。 
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